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Substituierte l-Sulfonyloxy-2-pYridone, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung 

Es warden 1-Sulfonyloxy-2-Pyridone der allgemainen For- 
mel I, 
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beschrieben, die eine gute Strahlungsempfindlichkeit uber 
einen weiten Spektralbereich zeigen und daher als photoak- 

|<s tive Verbindungen in strahlungsempfindlichen Gemischen 

CP wertvoll sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft neue strahlungsempfindliche, in 6-Stel!ung chromophor substituierte 1-Sulfonyloxy- 
2-pyridone, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung, vorzugsweise in einem strahlungsempfind- 

llC Die Verwendung von l-Sulfonyloxy-2-pyridonen als Photooxidantien in strahlungsempfindlichen Gemischen, 
die einen Uukofarbstoff enthahen, ist aus der US-A 44 25 424 bekannt In derartigen Gemischen bewirkt das 
Photooxidans bei der Bestrahlungen beispielsweise eine Oxidation des Leukofarbstoffes, der dabei eine intensi- 
ve Farbanderung eingeht und einen visuellen Kontrast zwischen belichteten und unbelichteten Bereichen 
hervorruft Solche Farbumschlage sind in der Technik beispielsweise bei der Herstellung von Druckformen 
erwunscht, um nach der Belichtung bereits vor der Entwicklung das Kopierergebms beurteilen zu kflnnen. 

1-Benzolsulfonyloxy- und l-(Toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon sowie Verfahren zu deren Herstellung sind be- 
kannt (EC Taylor et al, J. Org. Chem, 35, 1672, 1970). Die Strahlungsempfindlichkeit d.eser Verbmdungen 
wurde jedoch nicht erkannt . ,, , » . • , v ji • j 

Sulfonsaureester als Saurebildner in strahlungsempfindlichen Gemischen sind bekannt. Beispiele hierfui -sind 
die Sulfonate von Hydroxymethylbenzoinderivaten (DE-A 19 19 678) oder 2-Nitrobenzylsulfonate (EP-A 
03 30 386) und Pyrogallolsulfonate [T. Ueno et aL, Chemical Amplification Positive Resist Systems Using Novel 
Sulfonates as Acid Generators, in "Polymers for Microelectronics - Science and Technology", Hrsg. Y.Tabata 
et al, Kodansha-Weinheim-New York, 1989, S. 66-67} Derartige strahlungsempfindliche Sulfonsaureester sind 
aufgrund ihrer Absorptionseigenschaften besonders fur die Bestrahlung mit energ.ereicher UV2-Strahlung (220 
bis 280 nm) geeignet, wahrend ihre Empfindlichkeit in der derzeit in der Technik verwendeten UV3- und 
UV4-Strahlung(350bis450nm)unzureichendfurpraktischeAnwendungist „...„.„ 

Verbindungen. die in diesem Bereich praxisgerechte Empfindhchkeiten aufweisen sind aus der EP-A 01 37 452 
bekannt Dabei handelt es sich beispielsweise um Trichlormethylgruppen enthaltende Verbindungen die bei der 
Belichtung Chlorradikale und Chlorwasserstoffsauren bilden. die diesen Verbindungen die gewunschten Eigen- 
schaften als Photoinitiatoren oder Photosauregeneratoren vermitteln. Die photolytisch geb.ldeten Halogenwas- 
serstoffsauren wirken jedoch stark korrodierend und kdnnen aus diesem Grund in vielen techmschen Bereichen 

AufgKe?Erfndlng war es daher, strahlungsempfindliche Verbindungen bereitzustellen. die insbesondere 
hohe Empfindhchkeiten im Bereich von Strahlung einer Wellenlange zwischen 350 bis 450 nm oder m s.chtba- 
ren Bereich aufweisen und sich in einfacher Weise herstellen lassen. Gle.chze,t.g war es erwunscht daB die 
erfindungsgemaBen Verbindungen auch gegenuber energiereicher UV-Strahlung etwa der, die von KrF-Exc.- 
mer-LasIm ausgesendet wird, empfindlich sind Entsprechend der Auf gabe der Erfindung soUten *ese yerbm- 
?ungen bei der Bestrahlung reaktive, nicht korrodierend wirkende Photoprodukte b. den so daB Photo.mtm to- 
rn und Photosauregeneratoren bereitgestellt werden, die auch in Verbindung m.t le.cht korrod.erbaren Mate- 

"te?^^ strahlungsempfindliche chromophor substituierte 1 -Su.fony.oxy-2-pyn- 

done der allgemeinen Formel I, 
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Ri einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, AralkenyK Heteroaryl- oder Heteroaralkenyirest, 
R2 Wasserstoff, Chlor, Brom, einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl- oder Heteroarylrest oder 
Ri und R 2 gemeinsam einen f Onf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 

R 3 Wasserstoff oder einen Alkylrest, A . ra ikvl 
R* Wasserstoff, Halogen, Nitro. Acylamino, Cyan, Thiocyanato, einen Alkyl-, Alkenyl-. Alkmyl-, Aryl-, Aralkyl-, 
Alkylthio-, Arylthio- oder Cycloalkylthiorest, 
R 5 Wasserstoff, einen Alkyl- oder Arylrest oder 

R 4 und R 5 zusammen einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, ...... Arvl 

R 6 Wasserstoff Halogen, Nitro. Acylamino, Cyan, Thiocyanato, einen Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxyalkyl-, Aryl-, 

oder einen Alkylen- oder Arylenrest, 

m dieZahll oder 2 und 

n eine ganze Zahl von 1 bis 3 

bedeuten. . J t , , . , 

Von den Verbindungen der allgemeinen Formel I sind solche bevorzugt, in denen 
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R ! ein Alkyl- oder Cycloalkylrest oder ein Arylrest der allgemeinen Formel II 
R n R 14 
R i>_-^~^_(C R'=C R*) o- (II) 
R» R'° 



10 



15 



20 



ist, worin 

R» und R» gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, eine niedere Alkyl- oder Arylgruppe darstellen. 
Rio bis R u gle ich oder verschieden sind und Wasserstoff, einen Alkyl-. Alkenyl-, Alkoxy-. Alkylthio-, Alkansulfo- 
nylrest mit ieweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, einen Cydoalkyloxy-, Cycloalkylthio-. Cycloalkansulfonylrest mit 
bis zu 8 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls am aromatischen Ring substituierten Phenyl-, Styryl-, Phenoxy-, 
Phenylthio-, Benzolsulfonyl-. Phenylalkoxy, Phenylalkylthio-, Phenylalkansulfonylrest mit bis zu 3 Kohlenstoff- 
atomen in der Alkylkette, Hydroxy, Halogen, Trifluoromethyl, Nitro, Cyan, Alkoxycarbonyl, (^bamoyl, das 
gegebenenfalls am Stickstoff durch einen oder zwei Alkylrest^ die gegebenenfa s zu einem 5- bis 7gliedrigen 
Ring verbunden sind, substituiert ist, Sulfamoyl, das gegebenenfaUs am Stickstoff durch ein oder zwei Alkyl- 
restfeV die gegebenenfalls zu einem 5- bis 7gliedrigen Ring verbunden sind. substituiert ist, Alkar«uIfonyloxy, 
Arylsulfonyloxy, Acylamino. Alkylamino oder Arylamino bedeuten. oder zwei der Substituenten R'° bis R , die 
einander benachbart sind, einen oder zwei weitere ankondensierte Ring(e)bilden, und 
o far die ZahIO oder 1 steht . , . 

Daneben sind auch solche Verbindungen der allgemeinen Formel I bevorzugt, in denen R' em 5- oder 
6gliedriger Heterocyclus mit bis zu drei Heteroatomen der allgemeinen Formel HI 25 

R ,J 

R u_^^-(CR , =CR')— (IU) 



ist Bevorzugte Verbindungen der allgemeinen Formel I sind schlieBlich auch solche, in denen 

R2 WaiKKtof fchlorjLm, Alkyl-, Cycloalkyl oder ein Rest der allgemeinen Formeln II oder III ist oder 
R' und R J gemeinsam einen f Qnf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 

% XSoS. ^tS^KVcylamino. Cyan, Thiocyanato. ein Alkyl, Aryl, Alkylthio-. Ary.thio- oder 
Cycloalkylthiorest, 

R 5 Wasserstoff, ein Alkyl- oder Arylrest ist oder 

R 4 und R 5 gemeinsam einen fiinf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, . w .. . 

R6 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, Cyan, Thiocyanato, ein Alkyl-, Aryl-, Alkylthio-, Arylthio- oder 

S?5^^ P^' oder hochfluorierten Alkylrest oder ein Aryl-, Aryialkyl-, Aryl- oder Heteroaryl- 

rest oder ein Alkylen- oder Arylenrest ist und 
m fur die Zahl 1 oder 2 und 

" BeSb"^ ^r allgemeinen Formel I. worin R' ein Alkylrest mit , bis 4 

Kohtens'ofStomen. ein hoch- oder perfluorierter Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder em Arylrest der 
allgemeinen Formel IV 



R» 

(IV) 
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ist worin R' 5 bis R»* gleich oder verschieden sind und Wasserstoff- oder Halogenatome, die vorzugsweise Fluor, 
Chlor oder Brom sind, Alkylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, die unsubstituiert oder durch Halogenatome, 
vorzugsweise Chlor oder Brom, Aryl- oder Aryloxyreste, substituiert sind und in denen emzelne Methyiengrup- 
pen durch Sauerstoff- oder Schwefelatome ersetzt sein konnen und wobei jeweils zwei dieser Reste un er 
Ausbildung eines 5- oder 6gliedrigen Rings verkniipf t sein konnen, Cycloalkylreste mit bis zu 8 Kohlenstoffato- 



65 



3 



DE 41 12 967 Al 



men, Alkenylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Aryl- oder Aryloxyreste mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen 
bedeuten und die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome der Reste R'* bis R 19 maximal 12 betrlgt 

Bevorzugt sind ebenfalls Verbindungen der allgemeinen Formel I, in denen R' ein Naphthyl- oder Heteroaryl- 
rest mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, ein Alkylenrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder em Arylen- oder 
Heteroarylenrest mit bis zu 14 Kohlenstoffatomen ist 

Ganz besonders bevorzugt sind solche Verbindungen der allgemeinen Formel I, worm 
R J , R 3 ,R 4 undR*einWasserstoffatom, 

R' einenlrfeth^ 

henyl-, 4-Bromphenyl oder 4-Nitrophenylrest und 
m und n jeweils die Zahl 1 

^m^'mzelnen kann unter den besonders bevorzugten Verbindungen der Rest R' z. B. die folgende Bedeutung 

Methyl, Ethyl. Propyl, Isopropyl, Butyl HexylOctyl, Decyt, Dodecyl Hexadecyl, Octadecyl. 10-Camphyl Chlor- 
methyl, 2-Chlorethyl 3-Chlorpropyl, Dichlormethyl, Trichlormethyl Difluormethyl, Tnnuormetnyl. 2A2-Tn- 
fluorethyl. 333,2,1,1-Hexafluorpropyl Perfluorhexyl, Trimethylsilylmethyl Methansulfonylmethyl Phenyl Ben- 
zyl, 4-Acetylphenyl. 4-Acetylaminophenyl, 2-, 3- oder 4-Bromphenyl 2-, 3- oder 4-Chlorphenyl, 2- 3- oder 

4- Fluorphenyl, 4-Jodphenyl 2-Cyanphenyl. 4-Cyanphenyl, 2-, 3- oder 4-Methylphenyl, 4-Ethjrtpheny . 4-Propylp- 
henyl. 4-Isopropylphenyl. 4-lsobutylphenyl, 4-tert-ButyIphenyl 4-tert-Amylphenyl, 4-Hexylphenyl, 4-Methox- 
VDhenyl. 4-Butoxyphenyl 4-Hexadecyloxyphenyl. 2-. 3- oder 4-Trifluormethylphenyl, 2- oder 4-Tnfluormetnox- 
yphenyl, 2-, 3- oder 4-Nitrophenyl 3- oder 4-Carboxyphenyl. 2-Methoxycarbonylphenyl4-Tetraf1uorethoxyphe- 
rwl B-Styryl 4-Acetylamino-3-chlorphenyl 4-Acetylamino-3-fluorphenyl 33-Bistnnuormethylphenyl, 2.5-Bis- 
(SJ !-trifluorethoxy)phenyl. 23-Dimethylphenyl. 2,4-, 23- oder 3,4-Dimethoxyphenyl 24-Dnsopropylpheny , 

5- Brom-2-methoxyphenyl 2- oder 3-Chlor-4-fluorphenyl 3-Chlor-2-methylphenyl 3-Chlor-4-methoxypheny , 
2-Chlor-6-methylphenyl, 2-Chlor-4-trinuormethylphenyl 5-Chlor-2-methoxyphenyl, 5-nuor-2-methy phenyl 
25- oder 34-Dibromphenyl, 23-, 2,4- oder 23-, 2,6-, 3.4- oder 33-Dichlorphenyl, 2-(2,4-D.chlorphenoxy)phenyl 
4-(2-Chlor-6-nitrophenoxy)phenyl 4-(3-Chlor-2-cyanphenoxy)phenyl 2.4- oder 23-Difluorphenyl, ^Cf* 0 **- 
4 chlorphenyl. 4-Chlor-3-nitrophenyl 2-Methyl-5-nitrophenyl 4-Chlor-3- oder ^-ChlorS-tnnuormethylphenyl, 
4-(2^Dichlorcyclopropyl)phenyl,2.4-Dinitrophenyl4-Dimethylammo-3-mt^ 

henyl. 2,4,6-Trimethylphenyl 2.4,6-Triisopropylphenyl 23.4-. 2.43- oder 2.4.6-Tr.chlorphenyl 4-Chlor-2.5-d.me- 
Sphenyl. 2.4-Dichlor-5-methylphenyl 33-Dichlor-2-hydroxyphenyl. 3.5-D.chlor-4-{4-n.trophenoxy)phenyl. 
4-(2-Chlor-4-nitrophenoxyV33-Dichlorphenyl4-Brom-23-dinuorphenyl.2,4-D.methyl^ 
tro-4-methylphenyl. 233,6-Tetramethylphenyl, 4-Methoxy-23.6-trimethylphenyl V W-p.brom-3^fluorphenH 
23,43.6-Pentafluorphenyl, 1- oder 2-Naphthyl. ^Diazo-6-oxo-53-d.hydro-l-naph^yl 6-rjazo-^ 
d7o-l-naphthyl5-DW6.oxo-5,6.dihyd^ 

methylamino^naphthyl. 1-Anthracenyl 2-Anthrachinonyl 8-Chinolinyl 2-Tluenyl 5-Chlor-2-th,enyl 4-Brom- 
T3-rhlor-3-thienyl 43-Dibrom-2-thienyl 23-Dichlor-5-thienyl 2-Brom-3-Chlor-5-th.enyl 3-Brom-2-chlor- 
5 thtnTs-Brom-S^^^^ 

lvl33-Dimethyl-4-isoxazolyl2,4-Dimethyl-5-thiazolyl,2-Acetylaimno-4-methyl-5-thiazolylod 

14 Butyten 2 -Oxo-13-propylen. I* oder U-Phenylen, 3-Methyl-U-phenyler 2A6-Tr,methyl- U-phenylen. 

44' Biphenylen. 4.4'-Methylendiphenylen. 4.4'-Oxybiphenylen. 13-Naphthylen, 2-Chlor-33-th.enylen, 2-<l-Me- 

Kyi, Chlormethyl. Brommethyl Ethyl, Propyl. Isopropyl, Butyl Isobutyl. Jcxyl Qdohexyl Octyl .Phenyl 
4-Acetylaminophenyl, 4-Acetoxyphenyl. 3- oder 4-Ben^loxyphenyl SBenzyloxy^ v*"*^***?* 
loxy-3-methoxyphenyl.4.Biphenyl33-Bis<trifluoraethyl)phenyl2.3-oder4-^ 
henyl, 2-. 3- oder 4-Bromphenyl. 4-Jodphenyl 2-. 3- oder 4-Cyanphenyl 2- 3- oder 4-Methy phenyl 2-. 3- oder 
JSylphenyl. 2-, 3- oder 4-Propylphenyl 2-, 3- oder 4-lsopropylphenyl 2-. 3- oder 4-Butylphenyl 2-, 3- oder 
llsobitylphenyl 2-. 3- oder 4-sea-Butylphenyl 2, 3- oder 4-tert-Butylpheny 1. 2-. 3- oder 4-Pentytphenyl 2-. 3- 
ode^HexylpLnyL 2-. 3- oder 4-Cyclohexylphenyl. 2-. 3- oder 4-Nonylphenyl oder 2- 3- oder 4-Dodecylphenyl 
t 3 oder4-Methoxyphenyl, 2-. 3- oder 4-Ethoxyphenyl. 2-, 3- oder 4-Isopropoxyphenyl . 2-. 3- oder 4-Butox- 
yphenX 2-, 3 ode 4?entoxyphenyl, 2-, 3- oder 4-Octyloxyphenyl oder 2-, 3- oder 4-Decytoxyphe„yl 23-. 2A-, 
S.34 y -oder33-Dinuorphen^ 

nyl. 3-(3.4-Dichlorphenoxy)phenyl. 3-(33-Dichlorphenoxy>phenyl 3-Brom-4-fluo^^^^ 

ypheny 1 2-ChlorXnuorphenyl 2-Chlor-5-. 2-Chlor-6-. 4-Chlor-3- oder 5-Chlor-2-n« rophenyl. 3g-Chk,rphe- 

noxybhenyl 3,4-Bisbenzyloxy-phenyl, 23-, 2,4-, 23-. 3,4- oder 3,5-Dimethoxy-phenyl, 23-, 2,4-, 23-, 3,4- oder 

SSthoxv-Dhenyl 23-24-, 23-. 3.4- oder 3,5-Dibutoxy-phenyl oder 23-, 2,4-. 23-, 3,4- oder 33-Dihexyloxy- 

phenyl 2.4.Dimethoxy-3-m;thyl-phenyl 2-Ethoxy-5-methoxy-phenyl. 3-ChloM-me^ 

methyl-phenyl. 2-, 3- oder 4-Methoxyethyl-phenyl 2-. 3- oder 4-Ethoxyethyl-phenyl 2- 3- oder 4-Butoxyertiyl- 

phenjl, P 2.6-Dinit;o-phenyl, 2.4,6-Trimethylphenyl, 3.43-Trimethoxy-phenyl 3f™';#J ffl ^.J 

3.4-Methylendioxyphenyl 2- oder 3-TTuenyl 2-Fluorenyl 9-Anthryl 1-Pyrenyl 9-Phenanthryl 5-Brom-2-thienyl. 

3-Methyl-2-thienyl, 5-Methyl-2-thienyl, 5-N.trofuryl, 10-Chlor-9-anthryl oder Ferrocenyl. 

Diese Reste sind besonders deshalb bevorzugt, weil die ihnen zugrundehegenden ^g^ 5 ^'"^"?*" 
kommerziell erhaltlich sind Weitere Verbindungen sind aber auf einfache Weise nach dem Fachmann gelaufigen 

Methoden herstellbar. .... - u, .,..-.„ -„u„„ 

Die erfindungsgemaBen Verbindungen bilden unter Einwirkung von aktmischer Strahlung reakuve Zwischen- 
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stufen die zur Einleitung spezieller chemischer Reaktionen, beispielswe.se radikahscher Polymensationca 
\M^^UhS^bt\\hm Bestrahlung jedoch insbesondere organische Sauren, die Reakt.onen, wie 
S S e ^ Oder Spaltungen ^V^k^ oder m,t 

daher f Qr eine Bestrahlung mit energiereicher U V-Strah ung ^ 

350 nm\ oder UV4- (350 bis 450 nm) Strahlung sowie mit energiereichem sichtbaren Licht (450 b is 550 nm) senr 
lux gee gnet Sie zeigen auch bei Bestrahlung mit Strahlung einer Wellenlange <220 nm hohe AM smd 
aber ^enihrer hohen Absorption in diesem Bereich bevorzugt for sogenannte Toplayer Imaging" Verf ahren 



Teg d e5st r and der Erfindung ist weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der neuen chromophor substituierten 
t-Sulfonyloxy.2.pyridonederallgemeinen Formel I, das anhand des Schemas 1 dargestellt ist 
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GemaB diesem Schema wird 



a) ein 6-Halogenomethyl-2-pyron in eine Phosphonium- oder Phosphonoverbindung Qberf Qhrt, 

b) diese einer Wittig Reaktion oder deren Varianien unterworfen, 

c) die erhaltene Verbindung in ein 1 -Hydroxy-2-pyridon umgewandelt und 

d) mit einem Sulfonsaurehalogenid zu einem l-Sulfonyloxy-2-pyridonder allgemeinen Formel I umgesetzt 

Als Sulfonsaurehalogenid wird ein Sulfonsaurechlorid eingesetzt Die Umsetzung mit dem Sulfonsaurehaloge- 
nid wird zweckmaBig in Gegenwart einer organischen Base in einem organischen L6sem.ttel bei Temperaturen 
zwischen0und20°Cdurchgefuhrt . 

Die neuen chromophor substituierten l-Sulfonyloxy-2-pyndone der allgemeinen Formel I lassen in herausra- 
gender Weise als Photoinitiatoren oder Photosauregeneratoren far strahlungsempfindliche Aufzeichnungsma- 
terialien verwenden. Ihr Einsatz in positiv und negativ arbeitenden strahlungsempfindhchen Gemischen wird in 
den nachstehend beschriebenen Anwendungsbeispielen I bis 4 erlautert; eine detaillierte Beschreibung lhrer 
Verwendungsmoglichkeiten enthalten die gleichmaflig eingereichten deutschen Patentanmeldungen P . und 
P___(Hoe91/K025undHoe91/K026. 

Die nachstehend beschriebenen Beispiele illustrieren die Erfindung, sollen aber ntcht beschrankend wirken. Im 
f olgenden steht Gt fur Gewichtsteile und Vt fur Volumenteile, die sich zu Gewichtsteilen wie cm J zu g verhalten. 

Herstellungsbeispiele 

Die Beispiele 1 bis 5 (Verbindungen 1 bis 5) verdeutlichen die bevorzugten Methoden zur Herstellung der 
erfindungsgemaBen chromophor substituierten l-Sulfonyloxy-2-pyridone der allgemeinen Formel I. Dem Fach- 
mann ist ohne weiteres ersichtlich. daB sich diese Herstellungsmethoden auch auf die Verbindungen 6 bis 109 
anwenden lassen und sich auch durch diese Auswahl noch keine Begrenzung des Erfmdungsgedankens abzeich- 
net Anhand der Anwendungsbeispiele I bis 4 werden einige typische Anwendungsmdglichkeiten der erfin- 
dungsgemaBen Verbindungen der allgemeinen Formel I erlautert Im ersten Herstellungsbeispiel wird dabe. der 
gesamte Syntheseweg, von groBtechnisch zuganglichen Ausgangsprodukten ausgehend, beschneben. Uber die 
ersusn Stufen dieser Synthese wurde von G. Lohaus et aU Chem. Ber, ,0u , 658, 1967bereits emgehend benchtet 
Eine groBe Zahl verschiedenartig substituierter l-Hydroxy-2-pyridone und Methoden zu .hrer Herstellung sind 
in Arzneim.Forsclt/DrugRes,31 (II), 8a.1311 (198I)beschrieben worden. 

Herstellungsbeispiel 1 

1 Stufe: Zu einer Suspension von 532 Gt Aluminiumtrichlorid in 250 Vt Ethylenchlorid und 282 Gt Chlorace- 
tvlchlorid wurden bei 50 bis 60°C 230 Gt 3-Methylcrotonsaure-methylester so zugegeben, daB die Temperatur 
gerade gehalten wurde. AnschlieBend wurde eine Stunde auf 65 bis 70»C erh.tzt und auf E.s gegosseru D.e 
waBrige Phase wurde mit Methylenchlorid extrahiert und die organische Phase m,t Wasser und gesau.gter 
NatriumhydrogencarbonatlSsung gewaschen. Nach Trocknung uber Natnumsulfat wurde frakt.on.ert dest.1- 
liertAusbeute:280Gt(74%),Sdp.l20b.sl22 o C/5Torr. 

2 Stufe- 382 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden in einer M.schung aus 1000 Vt E.sess.g und 
10 Vt konzentrierter Schwefelsaure gelost und zum Sieden erhitzt Cber eine kurze Kolonne wurde die i berech- 
neteMengeMethylacetatabdestilliert AnschlieBend wurde der Eisessg.mVakuumentfemt und der Rucksund 
TEiswasser gegeben, wobei das Pyron kristallisierte. Zur weiteren Rein.gung kann das abgetrenn e Produkt bei 
U6bh ll?C/2ToJ Slliert warden. Nach Umkristallisation aus Tetrachlorkohlenstoff erh.elt man 296 Gt 
6-ChlormethYl-4-methyl-2-pyron.Ausbeute:93%,Fp.78°C. • • 

3 Stufe: 320 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden zusammen mit 540 Gt Tnphenylphosph.n 
und 1500 Vt Acetonitril 8 Stunden zum RuckfluB erhitzL Die Mischung wurde in Eis gekOhlt und das ausgefalle- 
ne Produkt abgesaugt Die Mutterlauge wurde eingeengt. wobei weiteres Produkt ausfiel, das abgesaugt wurde. 
Es wurden 799 Gt(4-Methyl-6-oxo-6H-pyron- 2-ylmethyl)-triphenyl-phosphoniumchlond erhalten. 

4 Stufe- 106 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden zusammen mit 353 Gt 4-Chlorbenzaldehyd in 
200 Vt Methanol gelost Dazu wuixie eine L6sung aus 6 Gt Natrium in 150 Vt Methanol gegossen^ wobe, sich die 
Mischung vorubergehend rot farbte und stark exotherm reagierte. Es wurde 6 Stunden be. Raumtemperatur 
eeriihrt, auf -25°C gekuhlt und das ausgefallene Produkt abgesaugt Dieses wurde m.t gekuhltem Methanol 
gewaschen, mit Wasser verrthrt und erneut abgesaugt Es wurden 26 Gt 6-(4-Chlor-styryl)-4-methyl-2-pyron 
erhaIten.dasausAcetonitrilumkristallisiertwerdenkann.Fp.l44°G 

5 Stu e- 224 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden mit 9Gt Hydroxylam.nhydrochlorid und 
UOGt 2-Aminopyridin auf etwa 70°C erwarmt Die Mischung wurde 72 Stunden be, d.eser Temperatur 
belassea wobei nach 3, 18, 30 und 42 Stunden jeweils 33 Gt Hydroxylam.nhydrochlond nachdosiert wurden. Die 
erkaltete Mischung wurde in Methylenchlorid aufgenommen und mit verdunnter Salzsaure und Wasser gewa- 
schen Die organische Phase wurde in einer L6sung aus 10 Gt Natriumhydroxid in 700 Vt entionisiertem Wasser 
aufgerOhrt L entstandene Natriumsalz abfiltriert und in 600 Vt heiBem Wasser gel6st Durch Zugabe von 
Eisessig wurde die waBrige LOsung auf pH 5 eingestellt und abgekOhlt Das dabe. kmteU.s.erende Rohprodukt 
wurde abgenutscht und getrocknet Es wurden 15 Gt eines Rohprodukts m.t emem Schmelzpunkt von 195 C 
erhalten. das aus Methylenchlorid umkristallisiert wurde. Es wurden gelbliche Knstalle [6-(4-Chlor-styryl)-1 -hy- 
droxy-4-methyl-2-pyridon] mit einem Schmelzpunkt von 205° C erhalten 

Analyse (261,70): 
ber.: 
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C 64.25°/o, H 4,62%, N 535%. 
get: 

C 64,2%, H 4,6%, N 5,4%. 

6 Stufe: Zu einer Losung aus 4 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts und 20 Gt Methansulfonylcnlorid 
in 50 Vt Methylenchlorid wurden 1,85 Gt Triethylamin bei 10°C in 20 Vt Methylenchlorid zugetropft Die 
Usiing wurde 24 Stunden bei Raumtemperatur nachgerQhrt, mit Wasser ausgeschattelt und das Ldsemittel 
abrotiert Das kristalline Produkt wurde getrocknet, auf eine Silicagelsaule gegeben und mit Methylenchlorid 
eluiert Die vereinigten Produktfraktionen ergaben nach Einengen 4,2 Gt 6-(4-Chlor-styryl)-l-methansulfony- 
loxy-4-methyl-2-pyridon mit einem Zersetzungsprodukt von 190°. Eine Probe wurde aus Acetomtril umknstallt- 
siert und ergab ein Produkt mit einem Zersetzungspunkt von 193°C 
Analyse (339,77): 
ber.: 

C 53,02%, H 4,15%, N 4,12%, 



gef.: 

C 52,7%, H 4,4%, N 4,2%. 



Herstellungsbeispiel 2 



1 Stufe- Zu 793 Gt 6-Chlormethyl-4-methyl-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel 1, Z Stufe) wurden unter ROhren 
in einer Destillationsapparatur bei 100°C langsam 108 Gt Triethylphosphit zugetropft. Dabei destilherte Ethyl- 
chlorid in die Vorlage uber. Nachdem die Ethylchiorid-Abspaltung schwacher wurde, wurde die Badtemperatur 
langsam auf 130°C erhdht und etwa 6 Stunden bei dieser Temperatur nachgeriihrL Nach Ablauf wurden weitere 
320 Gt 6-Chlormethyl-4-methyl-2-pyron zur Mischung hinzugefugt und langsam 432 Gt Triethylphosphit bei 
einer Badtemperatur von 140°C zugetropft Es wurde erneut 9 Stunden bei dieser Temperatur nachgerUhrt 
Nach dem AbkOhlen wurden dann anschlieBend fluchtige Bestandteile der Mischung bei 70° C im Olpumpenva- 
kuum etwa 3 Stunden abdestilliert Es verblieben 610 Gt 6-Diethoxyphosphorylmethyl-4,methyl-2.pyron als 
zaher Ruckstand, der nach einiger Zeit zu kristallisieren begann. m 

2 Stufe: Zu einer Mischung aus 453 Gt Benzophenon, 65 Gt der vorstehend beschriebenen Verbmdung und 
200 Vt 1 2-Dimethoxyethan wurde unter Inertgas und intensivem ROhren 7,75 Gt Natnumhydnd (80% Suspen- 
sion) zugegeben und die Mischung 24 Stunden bei 70°C geriihrt Das Gemisch wurde in Methylenchlorid 
aufgenommen, mehrmals mit Wasser gewaschen, getrocknet und am Rotationsyerdampfer eingeengt Man 
erhielt 743 Gt eines aus zwei Komponenten bestehenden Rohprodukts, das uber eine Kieselgelsdule mit 
Methylenchlorid als Laufmittel aufgetrennt wurde. Die Fraktionen, die das Produkt mit der hoheren Retentions- 
zeit enthielten, wurden vereint und eingeengt Man erhielt 55 Gt kristallines 6-(2,2-Dipheny.-vinyI)-4-methyl- 
2-pyron,dasausHexanumkristallisiertwerdenkann. 

3 Stufe* 20 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts wurden mit 5,6 Gt Hydroxylaminhydrocnlond und 
80 Gt Aminopyridin auf etwa 75°C erwarmt Die Mischung wurde 58 Stunden bei dieser Temperatur belassen, 
wobei nach 6, 22 und 32 Stunden jeweils 2,8 Gt Hydroxylaminhydrochlorid nachdosiert wurden. Die erkaltete 
Mischung wurde in Methylenchlorid aufgenommen und mit verdunnter Salzsaure und Wasser gewaschen. 
getrocknet und eingeengt Der mit 22 Gt anf allende Ruckstand wurde aus Acetomtril umknstallisiert Es wurden 
14 Gt eines gelben Produkts [6-(2^-Diphenylvinyl-l-hydroxy-4-methyl-2-pyridon] mit einem Schmelzpunkt von 
169°Cerhalten. 

Analyse (303,26): 
ber.: 

C 79,18%, H 5,65%, N 4,62%, 
gef.: 

C 79 0% H 5 8% N 43%. 

4 Stufe- Zu einer Losung aus 8 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts und 3,5 Gt Methansulfonylchlorid 
in 70 Vt Methylenchlorid wurden bei 5 bis 10»C 3 Gt Triethylamin in 20 Vt Methylenchlorid zugetropft Die 
Mischung wurde 24 Stunden bei Raumtemperatur nachgerUhrt, mit Wasser ausgeschattelt und das Ldsemittel 
abrotiert Der etwa 12,Gt betragende viskose ROckstand kristallisierte beim Stehenlassen und wies emen 
SchmekDunkt von etwa 1 30° C auf. Das Rohprodukt wurde uber eine Silicagelsaule mit Methylenchlorid eluiert 
Die vereinigten Produktfraktionen ergaben nach Einengen 8,2 Gt 6-(2^-Diphenyl-vinyl)-1-methansulfonyloxy- 
4-methyl-2-pyridon mit einem Schmelzpunkt von 1 40° C. 

Analyse(381,44): 
ber.: 

C 66,12%. H 5,02%, N 3,67%, 
gef.: 

C 65,7%, H 5,1%, N 3,4%. 

Herstellungsbeispiel 3 

Stufe 1- 85 Gt (4.Methyl-6-oxo-6H-pyron-2-ylmethyl)-triphenyl-phosphoniumchlorid (s. Herstellungsbeispiel 
1 3 Stufe) und 41,2 Gt Anthracen-9-carbaldehyd wurden in 200 Vt Methanol dispergiert Dazu wurde unter 
Ruhren ziemlich rasch eine Losung von 5 Gt Natrium in 100 Vt Methanol zugegeben, wobei sich die Mischung 
erwarmte Es wurde 1 Stunde bei etwa 50°C. anschlieBend 72 Stunden bei Raumtemperatur weitergeruhrt, 
anschlieBend auf -25° C abgekflhlt und das ausgefallene Produkt abgesaugt Das Produkt wurde mit Methanol 
gewaschen, dann mit Wasser verruhrt und erneut abgesaugt. Es wurden 52 Gt 6-(2-Anthracen-9-yl-vinylH-me- 
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thyl-2-pyron mil einem Schmelzpunkt von etwa 200°C erhalten, das aus Acetonitril umkristallisiert einen 

^Sel^GtS^i^^Meb.n^ Pyrons wurden mit 5,6 G. Hydroxylaminhydrochlorid und 80 Gt 
2-Aminopyridin auf 70'C erwarmt Die Mischung wurde 72 Stunden bei dieser Temperatur belassen. wobe. nach 
7 Tund 32 Stunden jeweils 23 Gt Hydroxylaminhydrochlorid nachdosiert wurden. D.e erkaltete Mischung 
wurde in Methylenchlorid aufgenommen und mit verdQnnter Salzsaure und Wasser gewaschen. Dabei fiel em 
Teil des Produkts aus. Die organische Phase wurde am Rotationsverdampfer eingeengt Der RQckstand wurde 
aus Dimethylformamid (DMF) umkristallisiert Die erhaltenen Kristalle wurden zusammen m.t dem ausgefalle- 
Z P oduKerneut aus DMF umkristallisiert und mit Methanol gewaschen. Man erh.elt 12 6 Gt ernes analysen- 
reinen orangefarbenen Pulvers [6-(2-Anthracen-9-yl-vinyl)-l-hydroxy-4-methyl-2-pyr.donldas e.nen Schmelz- 
punkt >260°Caufwies. 
Analyse (32739): 
ber.: 

C 80,71%, H 5,24%, N 4,28%, 
gef " 

C 3 8 S;- 43 of dtr vometend beschriebenen Verbindung und 1 33 Gt Methansulfonylchlorid wurden in 50 Vt 
MethSlorid gelost und auf 5°C gekuhlt Dazu wurde eine Mischung von 1.6 Gt Tnethylam.n in 20 Vt 
Me hylenchSd Sam zugetropft Es wurde 3 Tage bei Raumtemperatur nachgerOhrt p,e orgamsche Phase 
wurde mit Wasser gewaschen. geirocknet und das L6semittel am Rotationsverdampfer abgezogen. Der Rdck- 
Ttand wurde S in Methy enchlorid aufgenommen und uber eine Kieselgelsaule m.t Methylenchlond als 
Uutmel duSt Die deutlich erkennbare Hauptfraktion wurde gesammelt yon, Usem.ttel befre.t und 1 das 
vtrbSene schaumartige Produkt mit warmen Diisopropylether verruhrt Nach Trocknung wurden 13 Gt 

180°CunterVerpuffung zersetzte. 

Analyse (405,48): 

ber.: 

C 68,13%, H 4,72%, N 3,46%. 
068,1%. H 4,9%, N 33%. 

Herstellungsbeispiel 4 

Stufe 1 • 26 Gt 6-Diethoxyphosphorylmethyl-4-methyl-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel 2. 1 Stufe) und 1 7.4 Gt 
4 T inuormeth^ wurden in 80 Vt U-Dimethoxyethan gelost Unter St.ckstoff wurden dann por- 

£SK5S!^^ derart zugefugt daB sich d,« 

ttber OT°C emarm te Sie wurde 18 Stunden bei dieser Temperatur nachgerOhrt und nach dem Abkuhlen m. 
ShyLchloTidTerdflnnt Die Losung wurde mehrmals mit Wasser gewaschen^ getrocknet und emgeeng E 
veSfeSn 2S Gt eines kristallinen Pulvers. das uber eine Kieselgelsaule ^.^^^^^Sfc 
duiert wurde Aus der Hauptfraktion wurden nach Einengen 183 Gt e.nes Pulvers you, Schmd^mkt 155 C 
eSenTssich als das gewOnschte analysenreine4-Methyl-6-(4-trinuormeth^ 

"SK , L r ?d« vomehend beschriebenen Produkts. 45 Gt Imidazol, 5 Gt N-Methylpyrrolidon und 5.6 Gt 

l-Hydroxy-4-methyl-6-(4-trinuoromethyl-styrylV2-pyndon wies einen Schmelzpunkt von 230 C auf. 
Analyse (2953): 

061.02%, H 4,10%, F 1930%. N 4,74%, 
gef.: 

C Stufe % 3- ISoVd'ervorstehend beschriebenen Verbindung und 13 Gt4-Brombenzol^lfonylchlorid wurden in 
iA^u.; ^XS auf 5°C gekuhlt Dazu wurde eine Mischung von 1,0 Gt Tnethylamin in 5 Vt 
!^^£S£ubS^S^ & JS 66 Stunden bei Raumtemperatur nachgerOhrt Die orgamsche 
^tZTfSi W^SiSn, getrocknet und das Losemittel am Rotationsverdampf er abgezogen. Der 
MdSSSfl^wSKS in Methylenchlorid aufgenommen und uber eine Kieselgelsaule m.t Me hylen- 
rhlSXthanol f99/n als Laufmittel eluiert Die deutlich erkennbare Hauptfraktion wurde gesammelt vom 
tSSSSiX £ veSbene schaumartige Produkt mit warmen Diisopropylether verruhrt. wobe, 
bSfitaS Produkts eintrat Nach Trocknung wurden ]^™*^ 
6-(4-trinuormethyl-styryl)-2-pyridon, das bei einer Temperatur von 158 C schmolz, erhalten. 

Analyse (514,33): 
ber.: 

C 49,04%, H 234%, N 2,72%, F 11,08%, 
gef.: 

C 48,6%, H 3,1%, N 2,7%. 



10 



15 



20 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



9 



DE 41 12 967 Al 



Herstellungsbeispiel 5 

Stufe 1: 32,5 Gt 6-DiethoxyphosphorylmethyM-methy!-2-pyron (s. Herstellungsbeispiel 2, 1. Stufe) und 30 Gt 
4-{4-Chlorphenylmercapto)benzaldehyd wurden in 120 Vt Methanol dispergiert. Unter Stickstoff wurde eine 
Losung aus 3,1 Gt Natrium in 120 Vt Methanol zugetropft, wobei die Mischung exotherm reagierte und nach 
kurzzeitiger Ausbildung einer klaren L6sung eine voluminbse Ausfallung entstand. Das Gemisch wurde 22 
Stunden bei Raumtemperatur nachgerilhrt, mit Eis gekuhlt und abgesaugt Der praktisch analysenreine RClck- 
stand wurde mit vorgekuhltem Methanol gewaschen und getrocknet Es wurden 35 Gt des 6-[4-(4-Chlorphenyl- 
mercapto)styryl]-4-methyl-2-pyron erhalten, das bei 1 64° C schmolz. 

Stufe 2: 20 Gt des vorstehend beschriebenen Produkts, 80 Gt 2-Aminopyridin und 5,6 Gt Hydroxylamin-hy- 
drochlorid wurden unter Ruhren 83 Stunden auf 75°C erwarmt Nach 18, 27 und 34 Stunden Reaktionszeit 
wurden je 2,8 Gt Hydroxylamin-hydrochlorid nachdosiert Die erkaltete Mischung wurde in Methylenchlorid 
aufgenommen und mit verdunnter Salzsaure und Wasser gewaschen, getrocknet und eingeengt Es wurden 
21,8 Gt eines Rohprodukts erhalten, das aus Ethylenglykolmonomethylether umkristallisiert wurde. Das auskri- 
stallisierte 6-[4^(4-Chlor-phenylmercapto)styryl]-l-hydroxy-4-methyU2-pyron wies einen Schmelzpunkt von 
210°Cauf. 
Analyse (369,88): 
ben: 

C 64,95%, H 436%, CI 9,58%, N 3,79%, 
gef.: 

C 65,1%, H 4,5%. m , « , „ 

Stufe 3: 3,45 Gt der vorstehend beschriebenen Verbindung und 2,15 Gt 4-F1uorbenzo!sulfonylchlond wurden 
in 40 Vt Methylenchlorid gel&st und auf 5°C gekOhlt Dazu wurde eine Mischung von 13 Gt Triethylamin in 
10 Vt Methylenchlorid langsam zugetropfL Es wurde 66 Stunden bei Raumtemperatur nachgeruhrt Die organi- 
sche Phase wurde mit Wasser gewaschen, getrocknet und das Losemittel am Rotationsverdampfer abgezogen. 
Der viskose Ruckstand (5,1 Gt) wurde emeut in Methylenchlorid aufgenommen und Uber eine Kieselgelsaule 
mit Methylenchlorid/Methanol (99/1) als Laufmittel eluiert Die deutlich erkennbare Hauptfraktion wurde 
gesammelt, vom Losemittel befreit und das verbliebene schaumartige Produkt mit warmen Diisopropylether 
verrUhrt, wobei Mikrokristallisation des Produkts eintrat Das Produkt wurde aus Acetonitril umkristallisiert. 
Nach Trocknung wurden 2,0 Gt an 6^4^4-Chlorphenylmercapto)-styryl>l-(4-nuor-benzolsulfonyloxy)-4-nie- 
thyl-2-pyridon erhalten, das bei einer Temperatur von 150°C schmolz. 
Analyse (528,03): 
ber.: 

C 59,14%, H 3,63%, N 2,65%, F 3.60%, 
gef.: 

C 59,2%, H 3,7%, N 2,6%. 

Verbindungen 6 bis 109 

Nachstehend sind weitere erfindungsgemaQe Verbindungen aufgefuhrt, die entsprechend den vorstehend 
beschriebenen Herstellungsbeispielen darstellbar sind: 

6) 6-{4-Fluor-styryl)-l -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

7) 1 -Benzolsulfonyloxy-4-methyl-6-styryl-2-pyridon 

8) 6-(3,4-Dimethoxy-styryl)- 1 -ethansulfonyloxy-4-methy l-2-pyridon 

9) 6^4-Methoxy-styiyl)4-methyM^4-nit^ 

10) 6-(4-Cyan-styrylH-methyl-l-trifluormethaiisulfonyl)-2-pyridon 

1 1 ) 6-(3-Benzyloxy-styryI)- 1 -(4-ch1or-benzolsulfonyloxyH-methyl-2-pyridon 

12) l-Butansulfonyloxy-6-(3,4-dichlor-$tyryl)-4-methyl-2-pyridon 

1 3) 1 -(4-Chlor-3-nitro-benzolsulf onyloxy)-6-(3-ethoxy.6-methoxy.styrylH-methyl-2-pyndon 

14) l-(4-Brom-benzoIsulfonyloxy)-6^3<hloM^ 

15) 6-(4-Benzyloxy-3-methoxy-styryl)-1-(4-chlor-benzolsulfonyloxy)-4-methyl-2-pyndon 

16) Msopropansulfonyloxy-6-<4-phenyl-buta-13-dienyl)-4-methyl-2-pyridon 

1 7) 4-Methyl-6-(2«naphthalin- 1 -yl-vinyl)- 1 -(3-nitrobenzolsulf onyloxy)-2-pyridon 

18) 6-[4-{2-Ethoxy-ethoxy)-styryl>1-methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

19) 6-(2,4-Dimethoxy-3-methyl-styryl)-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-4-methyl-2-pyridon 

20) 4-Methyl-6-styryl- 1 -trichlormethansulfonyloxy-2-pyridon 

21) 4-Methyl-6-(2-naphthalin-2-yNvinyl)-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

22) 4-Cyclohexyl- 1 -methansulfonyloxy-6^4-methoxy-styryl)-2-pyridon 

23) 3-Cyan-6-(3,4-dimethoxy-styryl)-4-methyl- 1 -(toluoM-sulfonyloxy)-2-pyridon 

24) 6«{2-(4-Chlor-phenyl)-prop- 1 -enyl]- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

25) 6-(3-Chlor-4-methoxy-styryl)-l-{4-nitro-benzolsulfonyloxy)-4-phenyl-2-pyridon 

26) 4-Butyl-6^3,4-dimethoxy-styi7l)hl-(4-methoxybenzolsulfonyloxy)-2-pyridon 

27) 6^2,2-Bis<4-methoxy-phenyl)-vinyl]-4-methyl-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

28) 6-{2-Anthracen-9-yl-vinyl)-4-methyl-l-(toluoM-sulfonyloxy)-2-pyridon 

29) l-Benzolsulfonyloxy-5-chlor-4-ethyl-6-(4-methoxy-styryl)-2-pyridon 

30) 4-Methyl-3-nitro-6-(2-thiophen-2-yl-vinyl)-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

31) 3-Butylmercapto-l-methansulfonyloxy-6-(4-methoxy-styryl)-4-methyl-2-pyridon 

32) 3,5-Dibrom-4-methyl-6-(3-methyl-styryl)-1-(toluol-4-sulfony1oxy)-2-pyridon 
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33) l-Ethansulfonyloxy-3-methoxymethyl-4-methyl-€-(2-naphthalin-2-yl-vinyI)-2-pyridon 

34) 3>Dichlor«6{2n(6-methoxy-naphthalin-2^ 

35) 1 -Methansulfonyloxy-4-methyl-6-(4-phenyl-styryl)-2-pyridon 

36) l-BenzoIsuIfonyloxy-3-brom-6-[4H[4-chlor-phenoxy)-styryl)-4-methyl-2-pyridon 

37) 6{4-{4-Chlor-phenylmercapto)-styryl]- 1 -{4-fluor-benzolsulfonyIoxy)-4-methyl-2-pyridon 

38) 6{4^4-Chlor-benzyloxy)-$ty!y!]-l-(4-i$opro^^^ 

39) 6-(4<)hlor-3-trifluormethyl-styryl^ 

40) 1 -Benzo!sulfonyIoxy-6^4-dimethylamino-styryl)4-niethyl-2-pyridon 

41) 6-(4-Allyloxy-styryl)-l-methansulfonyIoxy-4-methyl-2-pyridon 

42) 6^3>Dichlor-4-hexyloxy-styryl)-4-methyl- 1 -propansulfonyloxy-2-pyridon 

43) 4-Methyl-6^2-phen^-2-cyclohexyl-vinyljhl-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyrtdon 

44) l-(4-Methoxy-benzo!sulfonyloxy)-4-methyl-6-{2-phenyl-hex-l-enyl)-2-pyridon 

45) 3-Brom-6-(2-cyclohexyl- vinyI)-4-methyI- 1 - trifluormethansulfonyloxy-2-pyridon 

46) 4-Ethyl-l -methansulfonyloxy-6-pent-l -enyl-2-pyridon 

47) 1 -MethansuIfonyloxy-4-methyl-6-(2-methyl-prop- 1 -enyl)-2-pyridon 

48) 6-Cyc!ooctylidenmethyl-l-methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

49) 6-Cyclopentylidenmethyl-4-methyl-t-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

50) 6-[2-(5-Brom-thiophen-2-yl)-vinyI]-3-methaasuIfonylamino- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

51) 6^5-Brom-thiophen-2-yl)-vmyl]-3-i$obu^ 

52) 1 -Ethansulfonyloxy-6^2-methyl-6-phenyl-hexa- 1,3,5- trienyi)-4-methyl-2-pyridon 

53) 6^4-Cyclohexyloxy-styiyl)-KlJ^33-hexafluor-propansuIfonyloxyH-niethyl-2-pyridon 

54) 6-(3-Cyclopropyloxy-styryl)-l-meihansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

55) 6-(2-Benzofuran-2-yl-viny!)-4-methyl-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

56) 6-[2-(5-Brom-thiophen-2-yl)-vinyl]-4-methyl- 1 -(3-trifluormethyl-benzolsu]fonyloxy)-2-pyridon 

57) 4-Methy l-6{2-(5-methyl-f uran-2-yl)-vinyl]- 1 -(naphthalin-2-ylsulf onyloxy)-2-pyridon 

58) 4-Methyl-6-(4-nitro-styTyl)-l -octansulfonyloxy-2-pyridon 

59) 1 .Hexadecansulfonyloxy-4-methyl-6-(4-nitro-styTyl)-2-pyridon 

60) 1 -MethansulfonyIoxy-4-methyl-6-(4-nitro-styryl)-2-pyridon 

61) 6^2^-Di-thiophen-2-yl-vinyl)-l-methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

62) 3<:yan-6^2^dimethoxy-styrylH-methyI-l^ 

63) 6-(2-Benzof uran-2-yl- vinyiH-methyl-3- thiocyanato- 1 -(toluol-4-suIfonyioxy)-2-pyridon 

64) 6^2-Benzof uran-2-yl-vinyI)-3-brom- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

65) 3i-Bis-isopropylmer<aptomethyl-4-methyl4-^ 

66) K4-Methoxy-benzolsulfonyloxyH-methyl-6^23,4^,6-pentafluor-styrylV2-pyridon 

67) 6^3£-Dichlor-2,4,6-trimethoxy-st^ 
don 

68) (3-Brom-2,4,6- trimethoxy-styryl)- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

69) 6^2-Ferrocenyl-vinylH-methyI-l-(toluol-4-sulfonyloxy)-2-pyridon 

70) 6{2^5-Methyl-furan-2-yl)-vuiyl]^-me^ 

71) 6^4-tert-Butyl-styrylH-methyl-5-nitro-l-propansulfonyloxy-2-pyridon 

72) S^Dinitro-e^-terL-butyl-styrylH-methyM-butansulfonyloxy^-pyridon 

73) l-Benzolsulfonyloxy-3-brom-6^4-butoxy-styryiH*methyl-5-nitro-2-pyridon 

74) 1^4-Brom-benzolsulfonyloxyH-methyl^-(4-trifl^^ 

75) 6-{3-Chlor-5-phenyl-buta-l ,3-dienyl)- 1 -isopropansulfonyloxy-4-methyI-2-pyridon 

76) l-Benzolsulfonyloxy-4-methyl-6^2^1-benzolsulfonyl-pyrroI-2-yl)-vinyI]-2-pyridon 

77) 6^10^1 -Dihydro-dibenzo[a,d]cycto^^ 
don 

78) l-Benzolsulfonyloxy-4-methyl-6-(4-styryl-styryl)-2-pyridon 

79) l-Methansulfonyloxy-4-methyl-6-(2-[l]naphthyl-vinyl)-2-pyridon 

80) l-Methansulfony!oxy-4-methyl-6-(4-phenyl-buta-U-dienyl)>2-pyridon 

81) 6^4-Dimethylamino-styryl)-l-methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

82) 1 -Methansulfonyloxy-6-(4-niethoxy-styryl)-4-methyU2-pyridon 

83) l-{4-Chlor-benzolsulfonyloxy)-6-(4.methoxy-styTyl)-4-methyl-2-pyridon 

84) 1 -(4-Chlor-benzolsulfonyloxy)-6-(4-chlor-styryl)-4-methyl-2-pyridon 

85) 1 -Ethansulfonyloxy-6-(4-methoxy-styrylH-methyl-2-pyridon 

86) 3-Brom-l-methansulfonyloxy-6-{4-methoxy-styryiH-niethy]-2-pyridon 

87) 1 -Isopropansulfonyloxy-6-{4-methoxy-styryl)-4-niethyl-2-pyTidon 

88) 1 -BuUnsulfonyloxy-6-(4-methoxy-styrylH«methyl-2-pyridon 

89) 6-(4-Methoxy-styryl)-4-methyl-l-trifluorTnethansulfonyloxy-2-pyridon 

90) 6-(4-Methoxy-styry!)-l -(1,1 A33>hexanuor-propansulfonyloxy)-4-methyI-2-pyridon 

91) 6-(4-Methoxy-styryl)-4- m ethyM-benzolsulfonyloxy-2-pyridon 

92) 1 ^4-Fluor-benzolsulfonyloxy)-6-{4-methoxy-styryl)-4-niethyl-2-pyridon 

93) 6-(4-Methoxy-styryl)-l-{4-trifluor-benzolsulfonyloxy)-4-methyl-2-pyridon 

94) 1 -Benzolsulfonyloxy-6-(4-methoxy-styryl)-4-methyl-2-pyridon 

95) 6-(4-Chlor-styryl)-l-ethansulfonyloxy-4-methyl-4-methyl-2-pyndon 

96) 3-Brom-6-(4-chIor-$tyryl)- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

97) 6-(4-Chlor-styryl)-l -isopropansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon 

98) l-Butansulfonyloxy-6-(4-chlor-styryl)-4-methyl-2-pyridon 
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99) 6-(4-Chlor-styrylH- meth y 1 - 1 -trifluormethansulfonyloxy-2-pyridon 

100) 6^4-Chlor-styi7lVKlji,3,33-hexanuorpropansu]fonyloxyH-n\ethyl-2-pyndon 

101) l-Benzolsulfonyloxy-6-(4-chlor-styryl)-4- meth y^ 2 'Py r ^on 

102) 6-(4-Chlor-styryl)-t*(4-nuor-benzolsulfonyloxy)-4-methy!-2-pyridon 

103) 6^4-Chlor-styi7l)-4-methyl-l-(4-trifluormethylbenzol-sulfonyloxy)-2-pyridon 104) 1-Benzolsulfonyloxy- 
6-{4<hlor-styry])-4-methyl-2-pyridon 1 05) l,4-Bis-(4-methyl-2-oxo-6-styryl)-2H-pyridin- 1 -yloxysulfonyl)-butan 

106) l,3-Bis-[6-(4-methoxy-styiyl)-4-methyl-2-oxo-2H^^ 

107) l,3-Bis-[3-brom-6^4-chlor-styryl)-4-methyl^ 

1 08) 1 ,5- Bis-{6-(4-nuor-styry!)-4-methy l-2-oxo-2H«pyridin- 1 -yloxysulfonylj-naphthalin 

109) 2-ChlorO,5-bis^4-methyl-6^4-methyl-styry^^ 

Anwendungsbeispiel 1 

Dieses Beispiel demonstriert die Eignung der erfindungsgemaBen Verbindungen als Saurebildner in einer 
positiv arbeitenden Kopierschicht fur Fiachdruckplatten. 

Eine Aluminiumplatte mit einer mechanisch aufgerauhten und vorbehandelten Oberflache wurde mit einer 
Ldsung von 

6,50 Gt eines KresoI-Forma!dehyd-Novolaks(Schmelzbereich 105 bis 120°C nach DIN 53 181), 

2,20 Gt eines Acetals aus Piperonal und Phenoxyethanol, 

033 Gt 6-(4-Chlor-styryl)-l-methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon und 

0,05 Gt Kristallviolett-Base in 

30,0 Gt Ethylenglykol-monomethylether, 

52,0 Gt Tetrahydrofuran und 

10,0 Gt Butylacetat 

so beschichtet, daQ die Schichtdicke nach dem Trocknen etwa 2 urn betrug. Die beschichtete Platte wurde durch 
eine Vorlage, die neben Strich- und Rastermotiven einen Halbtonstufenkeil mit 13 Stufen der optischen Dichte 
von je 0,15 enthielt, unter einer 5-kW-Metallhalogenid-Lampe im Abstand von 1 10 cm 20 Sekunden belichtet 
und nach einer Wartezeit von 15 Minuten mit einem EntwickJer nachstehender Zusammensetzung 1 Minute 
entwickelt: 

5,5 Gt Natriummetasilikat x 9 H 2 0, 
3,4GtTrinatriumphosphat x 12 HA 
0,4 Gt Natriumdihydrogenphosphat (wasserf rei) und 
90,7 Gt entionisiertes Wasser. 

Es wurde ein originalgetreues positives Abbild der Vorlage erhalten, in dem auch kleinste Details exakt 
wiedergegeben waren. Die so erhaltene Druckform wurde in eine Bogenoffsetmaschine eingespannt und ergab 
mehr als 65 000 Drucke ausgezeichneter Qualitat 

Anwendungsbeispiel 2 

Dieses Beispiel demonstriert die Verwendbarkeit der erfindungsgemaBen Verbindungen als Saurebildner fur 
negativ arbeitende Photolacke in der Mikroelektronik. 
Es wurde eine Beschichtungsldsung hergestellt aus 

8,0 Gt des in Anwendungsbeispiel 1 genannten Kresol-Formaldehyd-Novolaks 
2,0 Gt Hexamethoxymethylmelamin und 

0,4 Gt 6-(2,2-Diphenyl- vinyl)- 1 -methansulfonyloxy-4-methyl-2-pyridon in 
56 Gt Propylenglykol-monomethylether-acetaL 

Die Losung wurde durch ein Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 u.m filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethyldisilazan) behandelten Wafer bei 3500 Umdrehungen aufgeschleudert Nach 1 Mi- 
nute Trocknen bei 1 00° C auf der hot plate wurde eine Schichtdicke von 1 ,05 \im erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmaBig unter einer Vorlage, die Strukturen bis herab zu 0,2 u.m enthielt, 
mit der Strahlung einer Xenon-Quecksilberdampflampe (Filter mit Transmission von 360 bis 370 nm) mit einer 
Energie von 80 mj/cm 2 belichtet Der belichtete Wafer wurde anschlieBend 1 Minute bei 100°C nacherwarmt 

Die Entwickiung erfolgte mit einem waBrigen Entwickler, der 238% Tetramethylammoniumhydroxid enthielt 

Nach einer Entwicklungsdauer von 120 s erhielt man ein fehlerfreies Abbild der Maske mit steilen Resistflan- 
ken, wobei Strukturen bis herab zu 0,45 urn detailgetreu aufgeldst waren. Eine Untersuchung der Flanken der 
Resistprofile mit Rasterelektronenmikroskopie belegte, daB diese praktisch senkrecht zur Substratoberflache 
ausgerichtet waren und keinen Unterschnitt zeigten. 

Anwendungsbeispiel 3 

Dieses Beispiel demonstriert die Verwendbarkeit der erfindungsgemaBen Verbindungen als UV2-empfindli- 
che Saurebildner fur positiv arbeitende Photolacke in der Mikroelektronik. 
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Es wurde eine Beschichtungsidsung hergestellt aus 

8,0 Gt eines Homopolymeren aus 3-Methyl-4-hydroxystyrol mit einem mittleren Molekulargewicht von 22 00O t 
2,0 Gt des in Anwendungsbeispiel 1 beschriebenen Acetals und 
0,4 Gt4-Methyl-6-styryl-l-trichlormethansulfonyloxy-2-pyridon in 
42 Gt Propylenglykol-monomethylether-acetat 

Die Losung wurde durch ein Filter mit einem Porendurchmesser von 0,2 um filtriert und auf einen mit einem 
Haftvermittler (Hexamethylsilazan) behandelten Wafer bei 3200 Umdrehungen aufgeschleudert Nach 1 Minute 
Trocknen bei 100°C auf der hot plate wurde eine Schichtdicke von 1,02 u.m erhalten. 

Das Aufzeichnungsmaterial wurde bildmaBig unter einer Vorlage mit der Strahlung einer Xenon-Quecksil- 
berdampflampe (Filter mit Transmission von 240 bis 260 nm) mit einer Energie von 80 mj/cm 2 belichtet und vor 
der Entwicklung I Minute auf der hot plate auf 95° C erwarmt 

Entwickelt wurde das Aufzeichnungsmaterial mit einem waBrig alkalischen Entwickler, der 238 Gew.- a /o 
Tetramethylammoniumhydroxid enthielt 

Nach einer Entwicklungsdauer von 90 s erhielt man ein fehlerfreies Abbild der Maske, wobei auch Strukturen 
<0,4 um detailgetreu aufgeldst waren. Eine Untersuchung der Flanken der Resistprofile mit Rasterelektronen- 
mikroskopie ergab auch hier, daB diese praktisch senkrecht zur Substratoberfl&che ausgerichtet waren und bis 
zu dieser Aufldsung kein Deckschichteffekt beobachtet wurde. 

Anwendungsbeispiel 4 

Dieses Beispiel demonstriert die Verwendbarkeit der erfindungsgemaBen Verbindungen als lichtempfindliche 
Photoinitiatoren far radikalisch polymerisierbare Photolacke fur gedruckte Schaltungen. 
Eine Beschichtungsidsung aus 

25,0 Gt eines Mischpolymerisats aus 30 Gt Methacrylsaure, 60 Gt n-Hexyl-methacrylat und 1 0 Gt Styrol. 

16,5 Gt eines Umsetzungsprodukts aus 1 mol 2,2,4-Trimethylhexamethylen-diisocyanat und 2 mol Hydroxyme- 

thyl-methacrylat, 

1 J5 Gt Triethylenglykoldimethacrylat, 

0,7 Gt l-(4-Brom-benzolsulfonyloxy)-4-methyl-6-(4-trifluormethyl-styryl)-2-pyridon und 

0,1 Gt2,4-Dinitro-6<hlor-2'-acetylamino-5'-methoxy^ / ^N-p-hydroxyethyl-N-p / -cyanethylamino)-azobenzolin 

60 Gt Methylethylketon 

wurde auf eine Polyethylenterephthalatfolie zu einem Trockenschichtgewicht von 25 g/m 2 aufgetragen. Dieses 
Zweischichtensystem wurde in einem handelsublichen Laminator bei 120°C auf einen Trager aus Isolierstoff ma- 
terial, der eine 35 jim dicke Kupferschicht trug, laminiert Das Material wurde 60 Sekunden durch eine Vorlage, 
die neben Strich- und Rastermotiven einen Halbtonstufenkeil enthielt, wobei die in Anwendungsbeispiel 1 
beschriebene Lichtquelle eingesetzt wurde. Das belichtete Material wurde mit einer 03%igen Natriumcarbo- 
natlosung entwickelt Es wurde ein Negativ des Strich- und Rastermotivs erhalten. Die Stufen t bis 6 des 
Halbtonstufenkeils blieben als erhabenes Relief stehen, die Stufe 7 war sichtbar angegriffen. Das freigelegte 
Kupfer wurde mit einer Eisen-IIl-chlorid-Ldsung geatzt, wobei die Resistschicht nicht merklich angegriffen 
wurde. 

Patentanspriiche 
1 . 1 -Sulfonyloxy-2-pyridone der allgemeinen Formel 



R 6 



R'— (CR 2 =CR\ 



worin 

R 1 einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Aryl-, Aralkenyl-, Heteroaryl- oder Heteroaralkenylrest, 
R 2 Wasserstoff. Chlor, Brom, einen Alkyl-, Cycloaikyl-, Aryl- oder Heteroarylrest oder 
R 1 und R 2 gemeinsam einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
R 3 Wasserstoff oder einen Alkylrest, 

R 4 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, Cyan, Thiocyanato, einen Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Aryl-, 

Aralkyl-, Alkylthio-, Arylthio- oder Cycloalkylthiorest, 

R 5 Wasserstoff, einen Alkyl- oder Arylrest oder 

R 4 und R 5 zusammen einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
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R 6 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, Cyan, Thiocyanato, einen Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxyalkyl-, Aryl-, 
Aralkyl-, Alkylthio-, Cycloalkylthio- oder Arylthiorest, 

R 7 einen Alkyl-, Cycloalkyl, per- oder hochfluorierten Alkylrest oder einen Aryl-, Arylalkyi- oder Heteroa- 

rylrest oder einen Alkylen- oder Arylenrest, 

m dieZahl 1 oder 2 und 

n eine ganze Zahl von 1 bis 3 

bedeuten. 

2. 1 -Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB R 1 ein Alkyl- oder Cycloalkyl- 
rest oder ein Arylrest der allgemeinen Forme! II 



R lJ R M 




R 8 und R 9 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, eine niedere Alkyl- oder Arylgruppe darstellen, 
R 10 bis R M gleich oder verschieden sind und Wasserstoff, einen Alkyl-, Alkenyl-, Alkoxy-, Alkylthio-, 
Alkansulfonylrest mit jeweils bis zu 6 Kohlenstoffatomen, einen Cycloalkyloxy-, Cycloalkylthio-, Cycloalk- 
ansulfonylrest mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, gegebenenfalls am aromatischen Ring substituierten 
Phenyl-, Styryl-, Phenoxy-, Phenylthio-, Benzolsulfonyl-, Phenylalkoxy-, Phenylalkylthio-, Phenylalkansulfo- 
nylrest mit bis zu 3 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette, Hydroxy, Halogen, Trifluoromethyl, Nitro, Cyan, 
Alkoxycarbonyl, Carbamoyl, das gegebenenfalls am Stickstoff durch einen oder zwei A!kylrest(e), die 
gegebenenfalls zu einem 5- bis 7gliedrigen Ring verbunden sind, substituiert ist, Sulf amoyt, das gegebenen- 
falls am Stickstoff durch ein oder zwei Alkylrestfe), die gegebenenfalls zu einem 5- bis 7gliedrigen Ring 
verbunden sind, substituiert ist, Alkansulfonyloxy, Arylsulfonyloxy, Acylamino, Alkylamino oder Arylamino 
bedeuten, oder zwei der Substituenten R 10 bis R 14 , die einander benachbart sind, einen oder zwei weitere 
ankondensierte Ring(e) bilden, und 

o fur die Zahl 0 oder 1 stent ...... 

3. l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB den Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB R 1 ein 5- 
6gliedriger Heterocyclus mit bis zu drei Heteroatomen der allgemeinen Formel III 




4J -Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB den Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB in der allgemeinen 
Formel I 

R l ein Ferrocenylrest und 

R2 Wasserstoff, Chlor, Brom, Alkyl-, Cycloalkyl oder ein Rest der allgemeinen Formeln II oder III ist oder 
ri und R 2 gemeinsam einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 
R 3 Wasserstoff oder ein Alkylrest, 

R 4 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, Cyan, Thiocyanato, em Alkyl-, Aryl-, Alkylthio-, Aryltnio- oder 
Cycloalkylthiorest, 

R 5 Wasserstoff, ein Alkyl- oder Arylrest ist oder 

R 4 und R 5 gemeinsam einen funf- bis achtgliedrigen Ring ausbilden, 

R 6 Wasserstoff, Halogen, Nitro, Acylamino, Cyan, Thiocyanato, ein Alkyl-, Aryl-, Alkylthio-, Arylthio- oder 

Cycloalkylthiorest, i u 

R 7 ein Alkyl-, Cycloalkyl-, per- oder hochfluorierten Alkylrest oder ein Aryl-, Arylalkyi-, Aryl- oder Hete- 

roarylrest oder ein Alkylen- oder Arylenrest ist und 

m fur die Zahl 1 oder 2 und 

n ftir eine ganze Zahl von 1 bis 3 steht 

5. l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB R 7 ein Alkylrest mit 1 bis 4 
Kohlenstoffatomen, ein hoch- oder perfluorierter Alkylrest mit I bis 4 Kohlenstoffatomen oder ein Arylrest 
der allgemeinen Formel IV 
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ist, worin R 15 bis R 19 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff- oder Halogen atom e, die vorzugsweise 
Fluor, Chlor oder Brom sind, Alkylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, die unsubstituiert oder durch 
Halogenatome, vorzugsweise Chlor oder Brom, Aryl- oder Aryloxyreste, substituiert sind und in denen 
einzelne Methylengruppen durch Sauerstoff- oder Schwefelatome ersetzt sein kdnnen und wobei jeweils 
zwei dieser Reste unter Ausbildung eines 5- oder 6gliedrigen Rings verknupft sein k&nnen, Cycloalkylreste 
mit bis zu 8 Kohlenstoffatomen, Alkenylreste mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen, Aryl- oder Aryloxyreste mit 
bis zu 10 Kohlenstoffatomen bedeuten und die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome der Reste R' 5 bis R 19 
maximal 12 betragt 

6. l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemafl Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB R 7 ein Naphthyl- oder Hete- 

roarylrest mit bis zu 10 Kohlenstoffatomen, ein Alkylenrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder ein Arylen- 

oder Heteroarylenrest mit bis zu 14 Kohlenstoffatomen ist 

7. 1 -Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

R 2 , R 3 , R A und R 6 ein Wasserstoff atom, 

R 5 eine Methylgruppe, 

R 7 einen Methyl-, Ethyl-, Trifluormethyl-, 1,1,23,33-Hexafluorpropyl-, Phenyl-, Tolyk 4-Fluorphenyl-, 
4-Chlorphenyl-, 4-Bromphenyl oder 4-Nitrophenylrest und 
m und n jeweils die Zahl 1 
bedeuten. 

8. Verfahren zur Herstellung von l-Sulfonyloxy-2-pyridonen gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB man 

a) ein 6-Halogenomethyl-2-pyron in eine Phosphonium- oder Phosphonoverbindung uberfuhrt, 

b) diese einer Wittig Reaktion oder deren Varianten unterwirft, 

c) die erhaltene Verbindung in ein l-Hydroxy-2-pyridon umgewandelt und 

d) mit einem Sulfonsaurehalogenid zu einem 1 -Sulfonyloxy-2-pyridon der allgemeinen Formel I umge- 
setzt 

9. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB das Sulfonsaurehalogenid ein Sulfonsiure- 
chlorid ist 

10. Verfahren gemaB den Anspruchen 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Umsetzung mit dem 
Sulfonsaurehalogenid in Gegenwart einer organischen Base durchgef Qhrt wird. 

11. Verfahren gemaB einem oder mehr-eren der Ansprilche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Umsetzung mit dem Sulfonsaurehalogenid in einem organischen Losemittel bei Temperaturen zwischen 0 
und 20°C durchgefuhrt wird 

12. Verwendung der l-Sulfonyloxy-2-pyridone gemaB einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7 zur 
Herstellung strahlungsempfindlicherGemische und Aufzeichnungsmaterialien. 
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